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摘要(译)

一种气相沉积设备，包括：罐，其被配置为包含气相沉积源，所述罐包
括彼此相对的气体入口和气体出口;加热器，被配置为加热所述罐;腔室，
所述腔室与所述罐流体连通，所述腔室为所述腔室。用于容纳气相沉积
靶的载气供应单元和用于将载气供应到罐中的载气供应单元。
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